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Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 12.4.2019

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1922 z dnia 10 pazdziernika
2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiajgce wspélnotowy system
kontroli wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwojnego

zastosowania

(Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L 319 z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Strona 129, pozycja 3B001.f., w pkt 3 i 4 zmienia si¢ wyréwnanie tekstu:

zamiast: »3. sprzet specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a. posiadajacy odchylang, zogniskowang wigzke elektronéw, jonéw lub wigzke ,laserowa”; oraz

b. speiajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.

apertura plamki dla szerokosci piku w polowie jego wysokosci ponizej 65 nm i umiejscowienie
obrazu ponizej 17 nm (Srednia + 3 sigma); lub

. nieuzywane;
. blad nakladania drugiej warstwy mniejszy niz 23 nm (Srednia + 3 sigma) na maske;

. Sprzet zaprojektowany do wytwarzania przyrzadéw wykorzystujacy metody bezposredniego

nadruku i spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:
a. wykorzystujacy odchylana, zogniskowana wiazke elektronéw; oraz
b. spelniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. minimalny rozmiar wigzki réwny lub mniejszy niz 15 nm; lub

2. blad nakladania warstwy mniejszy niz 27 nm ($rednia + 3 sigma);”,

powinno byé: 3. sprzet specjalnie zaprojektowany do wytwarzania masek, spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:

a. posiadajacy odchylang, zogniskowang wiazke elektronéw, jonéw lub wigzke ,laserowa”; oraz

b. spelniajacy ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

1.

apertura plamki dla szerokosci piku w polowie jego wysokosci ponizej 65 nm i umiejscowienie
obrazu ponizej 17 nm (Srednia + 3 sigma); lub

. nieuzywane;
. blad nakladania drugiej warstwy mniejszy niz 23 nm ($rednia + 3 sigma) na maske;

. Sprzet zaprojektowany do wytwarzania przyrzadéw wykorzystujacy metody bezposredniego

nadruku i spelniajacy wszystkie ponizsze kryteria:
a. wykorzystujacy odchylang, zogniskowang wigzke elektronéw; oraz
b. spelniajacy ktérekolwiek z ponizszych kryteriow:

1. minimalny rozmiar wigzki rowny lub mniejszy niz 15 nm; lub

2. blad nakladania warstwy mniejszy niz 27 nm (§rednia + 3 sigma);”.
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